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【誤訳訂正書】
【提出日】令和2年7月27日(2020.7.27)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００３７
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３７】
　上記のように、ＥＵＶリソグラフィにおける感度の増加のための１つの方法は、レジス
ト組成物の１３．５ｎｍでの吸収断面積を増加することである。ＥＵＶ波長での化学増幅
型レジストの吸収性を向上することは、高い吸光性の元素の組み込みを必要とする。元素
のＥＵＶでの原子の吸収断面積は、文献（例えば、Ｆａｌｌｉｃａ　Ｒ．ら、ＳＰＩＥ　
Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｌｉｔｈｏｇｒａｐｈｙ、９７７６１２、２０１６）及びそこに引用
される参考文献参照）において知られている。有機化学増幅型レジストに使用される分子
及びポリマーの基本的な構成は、主に、炭素、水素、酸素、及び窒素に限定される。これ
らの元素は、１３．５ｎｍで例外的に低い吸光性を有する。フッ素原子は、酸素原子に比
べ、１３．５ｎｍでわずかに高い吸光性を有する。Ｃｈｒｉｓｔｉａｎｓｏｎらは、フッ
素原子のポリマー骨格への組み込みを探求している（Ｃｈｒｉｓｔｉａｎｓｏｎら、ＳＰ
ＩＥ　Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｌｉｔｈｏｇｒａｐｈｙ　８６８２１６、２０１３参照）。ヨ
ウ素原子は、ＥＵＶに顕著に高い吸収断面積を有する。本出願の発明者らは、ＥＵＶでの
改善されたフォトレジスト感度を有する、ヨウ素含有樹脂及び対応するレジスト組成物を
発見した。感度の改善は、レジスト樹脂上にヨウ素原子を組み込むことにより達成され、
さらにヨウ素含有モノマー鎖を延長することは、前記樹脂へのそれらの組み込みを改善し
た。
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